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１．概要（Summary） 

B2 規則構造を持つ FeRh 規則合金は反強磁性-強磁

性磁気相転移を示す特異な物質として知られている。こ

の磁気特性を外部制御可能となれば多様な磁気デバイ

スへの応用への道が拓ける。本研究では、FeRh 薄膜の

磁気相転移温度、磁気異方性等の磁気特性を評価する

ことを目的として、小型微細形状測定機を利用し薄膜の

膜厚校正を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

小型微細形状測定機一式 

 

【実験方法】 

FeRh 規則合金薄膜を MBE 法により成膜した。Fe, 

Rh のソースからそれぞれの材料を同時蒸発させることで、

合金薄膜を成長した。作製した薄膜に対してナノテクプラ

ットフォームの小型微細形状測定機を利用して膜厚を評

価し、同一の膜厚を有する FeRh 薄膜の成長を可能にし

た。さらに、作製した薄膜の磁気特性を現有の試料振動

型磁力計を用いて評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

成膜した FeRh 薄膜の X 線回折（XRD）パターンを

Fig.1に示す。明瞭な(001)ピークが観測され、B2規則化

していることが示されている。また、その磁気特性から、

380K 付近に反強磁性状態から強磁性状態への明瞭な

磁気相転移を示すことが確認され、本機器利用により、良

好な磁気特性を示す FeRh 薄膜を所望の膜厚で作製す

るための条件が確立された。 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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Fig. 1 XRD pattern of a FeRh thin film 


